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【項目】 評価結果 

コメント及びアドバイス ・本プロジェクトは、ナノマテリアルのキャラクタリゼーションにシンクロトロ

ン放射光設備や中性子回折／散乱設備を使用することにハイライトを当てる

ものである。3D可視化は次世代のナノマテリアルの開発に極めて重要である。

・Ｘ線反射率法の埋もれた界面に対する応用が重要である。これはＸ線反射率法

の最も重要な使い道であろう。 

・優れた研究である。その分野の性格上高コストな研究である。研究成果当たり

のコストの考え方は、他の研究分野と合わせて考えられる必要がある。NIMS

はこの分野で国際的センターになることを狙うべきである。 

・使用する分析機器が高価になってゆくので、国際的な連携のもとでの相互利用

が必要ではないか。 

・これは世界最高の設備／基盤施設を創設する一例であり、日本の研究の大きな

強みとなる。この仕事は米国やヨーロッパでまねされることになるであろう。

・個々の結果は非常によい。研究に対する先端的実験技術の寄与は、非常に良く

表現されているとは言えない。実験結果や成果の記述は定性的すぎる。 

・非常に質の高い研究である。しかし、創造性の大きな要素はあまり見られない。

世界最高の設備であるが、物理的キャラクタリゼーションと光学的／電子的特

性をどのように結びつけるのかがポイントである。 

 

評価点 S, S-, A+, S-, S, A, A, A+, S, A+ 

総合評価点※ A+ 

 

※評価点の点数は10(S), 9(S-), 8(A+), 7(A), 6(A-), 5(B+), 4(B), 3(B-), 2(C+), 1(C)とする。総合評価

点は評価委員の点数の平均点（小数点第二位以下四捨五入）をXとすると、S:X=10, S-:9≦X<10, A+:8≦X<9, A:7

≦X<8, A-:6≦X<7, B+:5≦X<6, （以下同じ考え方）・・とする。 


